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※概要（Summary）： 

我々は，化合物半導体マイクロリング共振器を用いた，

世界初の全光マイクロリングプロセッサ集積回路の

実現を目指している．マイクロリング共振器と半導体

光増幅器を組み合わせることにより，NOR などの全

光論理ゲート動作や全光フリップフロップなどを実

現することができ，光ネットワークにおけるルーティ

ング等を高速に行うことができる． 平成 24 年度は，

本デバイスを作製するための微細パターン描画の条

件出しを行った． 

 
※実験（Experimental）： 

高速大面積電子線描画装置（F5112） 

クリーンドラフト潤沢超純水付を用い、微細パターン

を作製した。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

マイクロリング共振器とバスライン導波路の間の

結合部には，幅 0.5 ミクロン以下の細い溝を形成し，

結合効率を制御する必要がある． 

 

図１．電子線描画装置および誘導結合プラズマ（ICP）
ドライエッチング法により形成した深溝 

そこで，電子線描画装置を用いて微細溝パターンを

描画し，誘導結合プラズマ（ICP）ドライエッチング

法により深溝形成を試みた．その結果，深さ 1.25 ミ

クロン，上部幅 0.4 ミクロンの溝を形成することに成功

した（図１）． 

 
※その他・特記事項（Others）： 

・今後の計画： 

平成 24 年度で，ほぼ微細パターンの描画条件を出す

ことができた．平成 25 年度は，この結果を踏まえて，

マイクロリングプロセッサ素子の作製を進める予定で

ある． 
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